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6. 연구 내용

  가. Sputtering 기법을 통한 산화물 반도체 박막 성장 및 분석

    - 비정질 실리콘의 한계를 극복할 대안으로 산화물 반도체를 이용한 Oxide-TFT 기술이 널리 사용되고 있으며 많은

      연구가 진행되고 있음.

    - 또한 패널의 대형화, Flexible Display의 개발 등으로 향후 Oxide-TFT의 수요는 더욱 증가할 예정임.

    - 본 연구실에서는 RF 및 DC Sputtering을 이용해 산화물 반도체 박막을 성장하고 이를 분석하는 연구를

      진행 중임.

  나. COMSOL Multiphysics를 이용한 반도체 소자 Modeling 및 Simulation

    - COMSOL Multiphysics는 다중 물리 해석 Software로 여러 연구 분야에서 널리 사용되고 있음.

    - 본 연구실에서는 COMSOL을 이용해 반도체 소자의 열 특성 및 전기적 특성을 분석하는 연구를 

      진행한 바 있음.


